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図２ LHD接線視野 FICXS計測の観測視線（LineOfSight: LOS）．



























































































































ビームであるBL3 は 4.9 MWのビーム入射をしている

































































ム放射 H量（相対値）の時間変化． 図４ ビーム入射軸上の電子密度分布とビーム減衰率．
























































































































































































図６ 3 MeV Au‐の Arガスとの衝突により生じる Auq＋の電荷分
布割合 Fqの Arガス密度長依存性の計算値［４０］．
図７ 実験で得られた Au‐から Auq＋ビームへの電荷分布割合 Fq
の Arガス密度長依存性［４０］．
（b）ne=ni=2×1019m‐3の場合（a）ne=ni=1×1019m‐3の場合
図８ プラズマを通過したビーム検出効率の計算結果．入射ビーム電流 IB0，プラズマ通過後の１次ビーム電流 IB1，エネルギー分析器に検
出される２次ビーム電流 IB2とし，それぞれその比を検出効率 IB1/IB0，IB2/IB0としてイオン衝突の影響を調べた．














































































た．理論面では Levedev 研 Viacheslav Sheveloko 博士，

























































図９ N２添加 Xe/Ne混合ガス PDP放電のシミュレーション概念
図．







 : [N2] = 0000 ppm 
 : [N2] = 0100 ppm
















示す．本図より，［N2］＝0 ppm時の結果に対して 100 ppm
添加時から放電電流のピークに遅れが生じ始め，1000 ppm









































































































































































































GRI-MECH Reaction Rate Database（http://www.me.ber-
keley.edu/gri-mech/）
NIST Chemical Kinetics Database（http://kinetics.nist.gov
/kinetics/index.jsp）
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